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@ Elektronenstrahlverdampfer fiir Vakuum-Beschichtungsanlagen.

Der Elektronenstrahlverdampfer fur Vakuum-Be-

schichtungsaniagen, mit mindestes einem Tiegel zur
Aufnahme eines Liners (Napf) mit einem aufzudampfen-
den Material zeichnet sich dadurch aus, dass der Liner (2)
Gber Abstandsmittel (4) zentrisch sowie umfanglich und
gegebenenfalls auch bodenseitig mit vorgegebenem Ab-
stand (5) distanziert im Tiegel (1) abgestutzt ist.

Durch diese Massnahmen wird eine eindeutige und
wiederholbare lagegenaue Anordnung des Liners im Tie-
gel erreicht.
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Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Elektro-
nenstrahlverdampfer fiir Vakuum-Beschichtungsanla-
gen, mit mindestens einem Tiegel zur Aufnahme ei-
nes Liners (Napf) mit einem aufzudampfenden Mate-
rial.

Bei Anlagen insbesondere zur Beschichtung opti-
scher Substrate, unter Vakuum, welche einen gas-
dicht verschliessbaren, evakuierbaren und mit einer
Atmosphére aus inertem Gas versehbaren Vaku-
um-Arbeitsbehdlter (Rezipienten) umfassen, kommt
der lagegenauen  Anordnung der auswechselbaren
Liner mit dem jeweiligen Aufdampfmaterial im Tiegel
eine wesentliche Bedeutung zu, um ein qualitativ
hoch stehendes Beschichtungsergebnis zu erreichen.

Eine lagegenaue Anordnung der auswechselbaren
Liner mit dem jeweiligen Aufdampfmaterial im Tiegel
ist aber geméass bisherigem Stand der Technik nicht
moglich, wie das die Fig. 1A bis 1E zeigen. Die da-
bei erkennbaren undefinierten Lagen zwischen dem
relativ kalten Kupfer-Tiegel 1 und dem auswechsel-
baren relativ heissen Liner 2 mit dem jeweiligen
Aufdampfmaterial erzeugen eine stark schwanken-
de und unkontrollierbare Temperaturverteilung am
Liner.

Nachteilig ist dadurch eine unregelméssige Ver-
dampfung und unregelmassige Wéarmeabstrahlung,
was zu ungeniigenden Bedampfungsschichten am
zu bedampfenden Substrat fhrt. Ferner kommt es
vermehrt zu Uberlaufmaterial 3 (Fig. 1E), das beim
Ausgasen die Lage des Liners im Tiegel wahrend
der Bedampfung veréndern kann. Hohe Temperatur-
schwankungen am Liner fihren zudem zu ther-
mo-mechanischen Spannungen, weiche die Lebens-
dauer solcher Liner wegen Wandungsbrichen erheb-
lich vermindern.

Es ist deshalb Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine lagegenaue Anordnung der auswechsel-
baren Liner mit dem jeweiligen Aufdampfmaterial im
Tiegel zu schaffen, die zu einem gleich bleibenden
qualitativ hoch stehenden Beschichtungsergebnis
fahrt.

Dies wird erfindungsgemass dadurch erreicht,
dass der Liner Uber Abstandsmittel zentrisch sowie
umfénglich und gegebenenfalls auch bodenseitig dis-
tanziert an der Wandung des Tiegels mit vorgegebe-
nem Abstand distanziert im Tiegel abgestitzt ist.

Durch diese Massnahmen wird eine eindeutige
und wiederholbare lagegenaue Anordnung des Li-
ners im Tiegel erreicht, was eine regelméssige Ver-
dampfung und regelméassige Warmeabstrahlung und
somit eine qualitativ hoch stehende Bedampfungs-
schicht am zu bedampfenden Substrat gewéhrleistet.
Ferner lasst der definierte Abstand zwischen Liner
und Tiegel eine ungehinderte und somit druckfreie
Ausgasung von allfdlligem Uberlaufmaterial zu. Wei-
ter werden thermomechanische Spannungen so weit
ausgeschlossen, dass sich die Lebensdauer solcher
Liner um ein Mehrfaches erhohen lasst.

Mdgliche Ausfuhrungsformen im Rahmen der Er-
findung sind dabei u.a., dass die Abstandsmittel von
der Aussenwandung des Liners oder von der Innen-
wandung des Tiegels abragende, am Umfang verteil-
te Nocken oder Rippen sind oder durch eine umgrei-
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fende Abragung gebildet sind, ferner, dass die Ab-
standsmittel in Gegennuten formschlissig eingreifen.

Eine Ausflihrungsform des Erfindungsgegenstan-
des ist nachfolgend anhand der Zeichnung naher er-
lautert. Es zeigen:

Fig. 1A bis 1E einen Liner in einem Tiegel des
Standes der Technik, im Schnitt, mit verschiedenen
undefinierten Lagen zwischen Tiegel und dem aus-
wechselbaren Liner; und

Fig. 2 bis 4 in Drauf- und Seitenansicht einen Li-
ner resp. im Schnitt einen Liner in einem Tiegel ge-
mass der vorliegenden Erfindung.

Wie bereits vorbeschrieben, ist eine lagegenaue
Anordnung der auswechselbaren Liner 2 mit dem je-
weiligen Aufdampfmaterial im Tiegel 1 mit den be-
kannten Anordnungen gemass den Fig. 1A bis 1E
nicht méglich.

Solche Tiegel und damit auch die zugeordneten
Liner kénnen dabei von beliebiger Konfiguration sein.
In der Regel sind solche Tiegel und entsprechend
die Liner zylindrisch mit konisch zulaufender Wan-
dung.

Gemass Fig. 2 bis 4 besteht nun erfindungsge-
mass eine lagegenaue Anordnung der auswechsel-
baren Liner mit dem jeweiligen Aufdampfmaterial im
Tiegel darin, dass der Liner 2 Uber Abstandsmittel 4
zentrisch sowie umfinglich und gegebenenfalls auch
bodenseitig mit vorgegebenem Abstand 5 distanziert
im Tiegel 1 abgestutzt ist.

Hierbei konnen die Abstandsmittel 4 von der Aus-
senwandung des Liners 2 oder von der Innenwan-
dung des Tiegels 1 abragende, am Umfang verteilte
Nocken oder Rippen sein oder sind durch eine um-
greifende Abragung gebildet.

Weiter kénnen die Abstandsmittel 4 in Gegennu-
ten formschliissig eingreifen (nicht gezeigt).

Wie erkennbar, wird so eine eindeutige und wie-
derholbare lagegenaue Anordnung des Liners im
Tiegel erreicht, was eine regelméssige Verdampfung
und regelmissige Warmeabstrahlung und somit eine
qualitativ hoch stehende Bedampfungsschicht am zu
bedampfenden Substrat gewahrleistet.

Ferner lasst der definierte Abstand zwischen Liner
und Tiegel eine ungehinderte und somit druckfreie
Ausgasung von allfalligem Uberlaufmaterial zu. Wei-
ter werden thermomechanische Spannungen so weit
ausgeschlossen, dass sich die Lebensdauer solcher
Liner um ein Mehrfaches erhdhen lasst.

Es wird Schutz beansprucht wie folgt:

Patentanspriiche

1. Elektronenstrahlverdampfer fiir Vakuum-Be-
schichtungsanlagen, mit mindestens einem Tiegel
zur Aufnahme eines Liners (Napf) mit einem aufzu-
dampfenden Material, dadurch gekennzeichnet, dass
der Liner (2) Uber Abstandsmittel (4) zentrisch sowie
umfanglich und gegebenenfalls auch bodenseitig mit
vorgegebenem Abstand (5) distanziert im Tiegel (1)
abgestitzt ist.

2. Elektronenstrahiverdampfer nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Abstandsmittel (4)
von der Aussenwandung des Liners (2) oder von der
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Innenwandung des Tiegels (1) abragende, am Um-

fang verteilte Nocken oder Rippen sind oder durch

eine umgreifende Abragung gebildet sind.

3. Elektronenstrahlverdampfer nach Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet, dass die Abstandsmittel 4) 5

in Gegennuten formschliissig eingreifen.
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